L'objectif de mon travail, est d'étudier et de caractériser la morphologie de la surface du silicium en fonction de la durée
d'impulsion laser KrF (248 nm). On a constaté que les micro-colonnes de silicium augmentent rapidement avec le nombre
 de tirs laser. 
Nous avons montré que la PL et la réflectance diffuse dépendent fortement du nombre de tirs laser. Le spectre de
 réflectance diffuse indique que la rugosité de la surface des pillars de  silicium évolue avec la dimension des pillars
 (hauteur de la base ...). Il possible de porosifier le silicium résistif où les pillars de silicium avec une solution de HF/AC.
 De plus, la réalisation de dispositifs de type Al / Pillars de silicium /Si montre qu'ils peuvent être de bons candidats pour
 les capteurs de gaz.
